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XPS-WG では第 37 回表面分析研究会（2011.6＠大

阪）で新規テーマとして「イオンスパッタ後表面の

化学状態分析」を提案した．XPS ではスペクトルの

数 eV のピークのシフト（ケミカルシフト）から元

素の化学状態分析をすることが可能であるが，イオ

ンスパッタ後表面の分析では「帯電」や「スパッタ

ダメージ」をうけたスペクトルの変化などのために

化学状態分析を行うことが困難になる，という現状

があり，この WG でイオンスパッタ後表面の化学状

態分析についての課題を話し合い，課題解決につな

がる取組を行いたいと考えている． 

  今回は参加者の自己紹介と保有装置紹介を行った．

参加９機関中，１機関のＸＰＳ装置は硬Ｘ線（6keV, 

8keV）仕様でイオン銃を搭載せず，スパッタダメー

ジレス測定を行っている．続いて前回の話し合いの

最後に出た「斜入射スパッタ」の試し実験が１機関

で行われたので，その報告を行った． 

 試料は出所不明の Si 基板上の鉛系酸化膜，使用装

置はアルバック・ファイ社製の Quantera SXM，測定

条件，イオンスパッタ条件は下記の通りである． 

 Ｘ線源；単色化 AlKα線（1486eV） 

 Ｘ線スポット径；100μm 

 スパッタイオン種；Ar+ 

 スパッタ加速電圧；1kV，0.5kV（比較用） 

当初予定の実験方法は，角度分解測定用 platen に試

料を固定し，試料傾斜 40°, Rotation 90°で斜入射ス

パッタ， 試料傾斜 0°, Rotation 0°でスペクトル測定

であったが，角度分解測定用 platen 使用時は測定ソ

フトで Rotation90°の設定が不可であったため，試料

を標準 platen に斜めに固定，斜入射スパッタ実施後

そのまま depth 測定を行った（図参照）．結果，試料

傾斜角 39°では鉛酸化物の還元度合は低減されたが

スパッタレートも減少した．試料傾斜角 43°では試

料帯電により測定不可であった．試料表面への Ar+

イオン照射が不十分で中和不完全であったためと思

われる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. スパッタおよび測定時の試料位置 

  

 試し実験の報告を受けて，各機関，次回研究会ま

でに自機関の装置仕様で斜入射スパッタが可能か確

認して報告，可能な場合は試し実験を行うこととし

た．「斜入射スパッタ」を今後ＷＧで検討するにあた

り，対象材料はスパッタダメージの起こり易い金属

酸化物膜(Ti, Ta, Hf, Pb, Zr, Sn, In 等の酸化物, ITO 等)

から選択し，スパッタダメージとしては組成変化，

還元度合いに着目することとした． 
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